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Prufungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt 

@ Aufdampfvorrichtung 

Bei einer Aufdampfvorrichtung mit planarem Magnetron 
zum Abscheiden eines Dunnfilms auf einem bandformigen 
Material (3) durch Zerstauben sind mehrere Magnetfelder- 
zeugungseinrichtungen (14, 15) vorgesehen, die je die Form 
eines rechteckigen Ringes haben und konzentrisch zueinan- 
der auf einer Kathode (8) befestigt und von einer Targetplat- 
te (7) abgedeckt sind. Wenigstens einer der den Magnet- 
fetderzeugungseinrichtungen (14, 15) zugefuhrten Strome 
wird durch eine Stromregeleinrichtung (11) so verandert, 
daft sich die Grofie eines uber den Magnetfelderzeugungs- 
einrichtungen gebildeten Plasmaringes andert. Hierdurch 
laSt sich ein auf dem bandformigen Material (3) abgeschie- 
dener Dunnfilm mit gleichmaBiger Dicke erzielen. 
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1. Ein planares Magnetron aufweisende Aufdampf- 
vorrichtung zum dauernden Auftragen eines dun- 
nen Films auf ein rechteckiges oder bandformiges 5 
Material (3), gekennzeichnet durch mehrere Ma- 
gnetfelderzeugungseinrichtungen (14, 15; 26, 27, 28, 
29), die zwischen einem auf einer Kathode (16) an- 
geordneten Joch (24) und einer Targetplatte (7) 
vorgesehen sind und einc tunnelfdrmige Magnet- 10 
feldverteilung in einem auf der Targetplatte (7) be- 
stehenden raumlichen Bereich bilden, wobei die 
Magnetfelderzeugungseinrichtungen (14, 15; 26, 27, 
28, 29) je rechteckfdrmig ausgebildet und konzen- 
trisch zueinander angeordnet sind x und durch eine is 
Stromregeleinrichtung (11) zum Variieren wenig- 
stens eines der den Magnetfelderzeugungseinrich- 
tungen (14, 15; 26, 27, 28, 29) zugefuhrten Strome 
zur Vcranderung der GrdBe des uber den Magnet- 
felderzeugungseinrichtungen gebildeten Plasma- 20 
ringes. 

2. Aufdampfvorrichtung nach Anspruch l,dadurch 
gekennzeichnet, daB die Magnetfelderzeugungs- 
einrichtungen (26, 27, 28, 29) parallel zur Bewe- 
gungsrichtung des bandformigen Materials (6) ne- 25 
beneinander angeordnet sind. 

3. Aufdampfvorrichtung nach Anspruch l.dadurch 
gekennzeichnet, daB eine erste in Form eines recht- 
eckigen Ringes ausgebildete elektromagnetische 
Spule (14) unter einem mittleren Bereich der Tar- 30 
getplatte (7) angeordnet ist, daB wenigstens eine 
zweite die Form eines rechteckigen Ringes aufwei- 
sende elektromagnetische Spule (14) rings um die 
erste elektroYnagnetische Spule (15) angeordnet ist, 
und daB die erste und zweite elektromagnetische 35 
Spule (14, 15) zur Bildung einer tunnelformigen ma- 
gnetischen Feldverteilung in einem auf der Target- 
platte (7) befindlichen raumlichen Bereich dienen. 

4. Aufdampfvorrichtung nach Anspruch 2, dadurch 
gekennzeichnet, daB mehrere je die Form eines 40 
rechteckigen Ringes aufweisende elektromagneti- 
sche Spulen (26, 27, 28, 29) derart nebeneinander 
angeordnet sind, daB sie in einem auf der Target- 
platte (7) befindlichen raumlichen Bereich eine tun- 
nelformige Magnetfeldverteilung bilden. 45 

5. Ein planares Magnetron aufweisende Aufdampf- 
vorrichtung, gekennzeichnet durch eine in einem 
Vakuumbehaiter (1) drehbar gelagerte rollenformi- 
ge Anode (6), und durch mehrere im Vakuumbehal- 
ter (1) angeordnete und einem bandformigen Mate- 50 
rial (3) zugewandte Kathoden (30, 31, 32; 33, 34; 35, 
36, 37), wobei das mit einem DQnnfilm mittels Auf- 
dampfen zu beschichtende bandformige Material 
(3) in Kontakt mit der Rollenanode (6) gehalten 
wird, wobei die Kathoden (30, 31, 32; 33, 34; 35, 36, 55 
37) so angeordnet sind, daB sie entweder eine zur 
Bewegungsrichtung des bandformigen Materials 
(3) senkrechte gerade Linie, eine zur Bewegungs- 
richtung des bandformigen Materials (3) parallele 
gerade Linie oder eine in Bewegungsrichtung des 60 
bandformigen Materials (3) zickzackformige Linie 
bilden, wobei an dem dem bandformigen Material 
(3) jeder Kathode zugewandten Ende eine Target- 
platte (30a, 31a, 32a, 33a, 34a. 35a. 36a, 37a) derart 
befestigt ist, daB mehrere in Form eines rechtecki- 65 
gen Ringes ausgebildete und in einer an dem dem 
bandformigen Material (3) zugewandten Ende der 
Kathode vorgesehenen Ausnehmung angeordnete . 



Magnetfelderzeugungseinrichtungcn von der Tar- 
getplatte abgedeckt sind, so daB in einem raumli- 
chen Bereich auf der Targetplatte eine tunnelformi- 
ge Magnetfeldverteilung erzeugt wird 
6. Aufdampfvorrichtung nach Anspruch 5, dadurch 
gekennzeichnet, daB wenigstens eine der Magnet- 
felderzeugungseinrichtungen eine elektromagneti- 
sche Spule ist und der durch die elektromagneti- 
sche Spule flieBende Strom so geregelt wird, daB 
die tunnelfdrrnige Magnetfeldverteilung verandert 
wird. 

Beschreibung 

Die Erfindung bezieht sich auf eine Aufspriih- oder 
Aufdampfvorrichtung mit einem planaren Magnetron, 
insbesondere auf eine Aufdampfvorrichtung zum Auf- 
bringen eines dunnen Films auf ein rechteckiges, vor- 
zugsweise endloses, bandformiges Material wie Filme, 
Bahnen, Fasern und Glas durch Aufdampfen oder Auf- 
stauben, so daB der dunne Film eine gleichformige Dik- 
ke erhalt 

Aus der J A-A-59-22 788 ist bereits eine Aufdampfvor- 
richtung mit einer kreisformigen elektromagnetischen 
Spule bekannt Bei dieser Aufdampfvorrichtung besteht 
jedoch die Schwierigkeit, daB bei dauernder Beschich- 
tung eines bandformigen Materials mit einem DQnnfilm 
durch Aufstauben der DQnnfilm in Richtung der Breite 
des bandformigen Materials einen konvexen Quer- 
schnitt erhalt, wobei die maximale Dicke in der Mitte 
der Breite des bandformigen Materials vorliegt 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine Auf- 
dampfvorrichtung mit einem planaren Magnetron anzu- 
geben, mit der es moglich ist, auf ein bandformiges Ma- 
terial dauernd einen Dunnfilm aufzubringen. dessen 
Dicke in Richtung der Breite des bandformigen Materi- 
als und uber das gesamte bandformige Material gleich- 
maBig ist Ferner soil eine Aufdampfvorrichtung mit ge- 
ringen Abmessungen angegeben werden, mit der es 
moglich ist, die effektive Breite eines mit einem aufge- 
staubten Material beschichteten bandformigen Materi- 
als zu erhohen. 

Zur Losung der ersten Aufgabe ist erfindungsgemaB 
eine Aufdampfvorrichtung mit planarem Magnetron 
vorgesehen, die mehrere Magnetfelderzeugungsein- 
richtungen enthalt,die zwischen einem auf einer Katho- 
de vorgesehenen Joch und einer Targetplatte so ange- 
ordnet sind, daB sich in einem raumlichen Bereich auf 
der Targetplatte eine tunnelfdrnige Magnetfeldvertei- 
lung ergibt Jede Magnetfelderzeugungseinrichtung hat 
die Form eines rechteckigen Ringes; die Magnetfelder- 
zeugungseinrichtungen sind konzentrisch zueinander 
angeordnet Eine Stromregeleinrichtung zum Veran- 
dern wenigstens eines der den Magnetfelderzeugungs- 
einrichtungen zugefuhrten Strome dient zur Verande- 
rung der GrdBe des uber den Magnetfelderzeugungs- 
einrichtungen gebildeten Plasmaringes. 

Die GrdBe des Plasmaringes laBt sich auf folgende 
Weise verandern. Wird der durch eine erste elektroma- 
gnetische Spule (d.h. eine innere elektromagnetische 
Spule) in Form eines rechteckigen Ringes flieBende 
Strom konstant gehalten und der durch eine zweite (d.h. 
auBere) elektromagnetische Spule in Form eines recht- 
eckigen Ringes in gleicher Richtung wie der Strom der 
ersten Spule flieBende Strom erhoht, so wird die GrdBe 
des Plasmaringes groBer. FlieBt der Strom durch die 
zweite Spule cntgegcn dem Strom durch die erste und 
wird der durch die zweite Spule flieBende Strom erhoht. 
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so vermindert sich die GroBe des Plasmaringes. Die 
Fang- oder Targetplatte wird lokal an der Stelle be- 
dampft, wo der Plasmaring erzeugt wird. Demzufolge 
kann die dem Aufdampfen unterworfene Flache der 
Targetplatte durch Variieren der GroBe des Plasmarin- 
ges geandert werden. 

Zur Losung der zweiten Aufgabe ist ferner eine Auf- 
dampfvorrichtung mit planarem Megatron vorgesehen, 
die folgende Bestandteile enthalt: Eine in einem Vaku- 
umbehalter drehbar gelagerte rollenformige Anode t 
mehrere im Vakuumbehalter angeordnete und einem 
bandformigen Material zugewandte Kathoden, wobei 
das mit einem Diinnfilm durch Aufdampfen zu beschich- 
tende bandformige Material in Kontakt mit der rollen- 
fdrmigen Anode gehalten wird und wobei die Kathoden 
so angeordnet sind t daB sie entweder parallel oder senk- 
recht zur Bewegungsrichtung des bandformigen Mate- 
rials eine gerade Linie oder senkrecht zur Bewegungs- 
richtung des bandformigen Materials eine zickzackfor- 
mige Linie bilden. An dem dem bandformigen Material 
zugewandten Ende jeder Kathode ist eine Targetplatte 
befestigt, und zwar derart, daB mehrere Magnetfelder- 
zeugungseinrichtungen, die in einer Ausnehmung der 
Kathode an deren dem bandformigen Material zuge- 
wandten Ende angeordnet sind und je die Form eines 
rechteckigen Ringes haben, von der Targetplatte be- 
deckt sind, so daB in einem raumlichen Bereich auf der 
Targetplatte eine tunnelformige Magnetfeldverteilung 
entsteht. 

Die Erfindung wird anhand der in der Zeichnung dar- 
gestellten Ausfuhrungsbeispiele naher erlautert Es zei- 
gen: 

Fig. 1 die Seitenansicht einer ersten Ausfuhrungs- 
form der erfindungsgemaBen Aufdampfvorrichtung mit 
planarem Magnetron, 

Fig. 2 die Vorderansicht der Aufdampfvorrichtung 
der Fig. 1, 

Fig. 3 ein Blockschaltbild mit dem Schaltungsaufbau 
der Aufdampfvorrichtung der Fig. 1 und 2, 

Fig. 4 den Querschnitt eines bei der Ausfuhrungsform 
der Fig. 1 bis 3 verwendeten Magnetrons, 

Fig. 5 den Schnitt V-V der Fig. 4, 

Fig. 6 den Querschnitt eines Magnetrons fur eine 
zweite Ausfuhrungsform der erfindungsgemaBen Auf- 
dampfvorrichtung mit planarem Magnetron, 

Fig. 7 den Schnitt VII-VII der Fig. 6, 

Fig. 8 die Seitenansicht einer dritten Ausfuhrungs- 
form der erfindungsgemaBen Aufdampfvorrichtung mit 
planarem Magnetron, 

Fig. 9 die Vorderansicht der Aufdampfvorrichtung 
der Fig. 8, 

Fig. 10A, 10B und IOC im Diagramm die Abhangig- 
keit zwischen dem Abstand in Richtung der Breite eines 
bandformigen Materials und der Dicke eines auf das 
bandformige Material aufgebrachten Dunnfilms, 

Fig. 1 1 ein Diagramm mit der Dickenverteilung eines 
zusammengesetzten Dtinnfilms, 

Fig. 12 die Seitenansicht eines Hauptteils einer vier- 
ten Ausfuhrungsform der erfindungsgemaBen Auf- 
dampfvorrichtung mit planarem Magnetron, 

Fig. 13 die Vorderansicht des in Fig. 12 gezeigten 
Hauptteiles, 

Fig. 14A und 14B im Diagramm eine veranderte Dik- 
kenverteilung des abgeschiedenen Films infolge unter- 
schiedlicher Arbeitsbedingungen der Kathode 33 oder 65 
34 der Fig. 12 und !3, 

Fig. 15 die Vorderansicht eines Hauptteiles einer 
fiinften Ausfuhrungsform der erfindungsgemaBen Auf- 
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dampfvorrichtung mit planarem Magnetron und 

Fig. 16 schematisch die Anordnung der Kathoden bei 
der Ausfuhrungsform der Fig. 15. 

Anhand der Fig. 1 bis 5 wird eine erste Ausfuhrungs- 
form der erfindungsgemaBen Aufdampfvorrichtung mit 
planarem Magnetron erlautert. Fig. 1 und 2 sind eine 
Seiten- bzw. Vorderansicht einer Aufdampfvorrichtung, 
Fig. 3 zeigt ein Blockschaltbild mit dem Schaltungsauf- 
bau der Aufdampfvorrichtung. 

GemaB Fig. 1 und 2 enthalt die Aufdampfvorrichtung 
einen Vakuumbehalter 1, ein Rohr 2 zur Verbindung des 
Vakuumbehalters 1 mit einer (nicht gezeigten) Vakuum- 
pumpe, eine Vorratsrolle 4 zur dauernden, endlosen Zu- 
fuhr einer Bahn 3, eine Aufnahmerolle 5 zum dauernden 
Aufrollen der Bahn 3, eine rollenformige Anode 6, eine 
Fang- oder Targetplatte 7 und eine Kathode 8. Nach 
Fig. 3 dient eine Spannungsquelle 9 zur Zufuhr eines 
elektrischen Potentials zur Kathode 8, eine Spannungs- 
quelle !0 zur Stromzufuhr zu noch zu erlauternden elek- 
tromagnetischen Spulen und einen Regler 1 1 zur Steue- 
rung oder Regelung der von der Spannungsquelle 10 
zugefiihrten Strome. Der Regler 11 enthalt einen Digi- 
tal/Analog (D/A-Wandler) 12 und einen Mikrocompu- 
ter 13. 

Das dem Mikrocomputer 13 zugefuhrte Stromsignal 
wird durch den D/A-Wandler 12 in ein analoges Signal 
im Bereich zwischen 0 und 10 V umgewandelt Ein den 
zugefiihrten Stromsignal entsprechender Strom wird, 
gesteuert durch einen Schalttransistor, einer elektroma- 
gnetischen Spule zugefuhrt. 

Im folgenden wird der Aufspriih- oder Aufdampfpro- 
zeB nach der Erfindung erlautert 

Zunachsl wird der Vakuumbehalter 1 rnittels der Va- 
kuumpumpe auf einen Druck von etwa 13xl0~ 3 bis 
0,13 x 10- 3 Pa evakuiert. Dann wird fiber ein (nicht ge- 
zeigtes) Gaszuleitungssystem Argon in den Vakuumbe- 
halter 1 eingeleitet und auf einen Druck von etwa 0,8 Pa 
gebracht. Durch jede der unter der Targetplatte 7 ange- 
ordneten elektromagnetischen Spulen wird ein Strom 
geschickt, dessen GroBe und Richtung so eingestellt 
werden, daB in einem raumlichen Bereich auf der Tar- 
getplatte 7 ein Magnetfeld von 200 bis 300 G entsteht. 
Darauf werden die Vorratsrolle 4, die rollenformige An- 
ode 6 und die Aufwickelrolle 5 in Gang gesetzt, so daB 
sich die Bahn 3 mit einer Geschwindigkeit von 1 m/min. 
bewegt. Darauf wird zwischen Anode 6 und Kathode 8 
eine Gleichspannung von 600 bis 700 V angelegt, so daB 
in der Argonatmosphare eine Glimmentladung entsteht 
und sich ein Plasmabereich bildet, in den die Argonio- 
nen eingeschlossen sind. Die Argonionen in Plasmabe- 
reich werden durch die angelegte Spannung beschleu- 
nigt und schlagen auf die Oberflache der Targetplatte 7 
auf. Hierdurch werden Atome oder Teilchen der Tar- 
getplatte 7 aus der Oberflache der Targetplatte 7 zer- 
staubt oder verdampft und auf der Bahn 3 abgeschieden, 
die gegen die Rollenanode 6 angedruckt und mit dieser 
bewegt wird. Auf diese Weise wird auf der Bahn 3 ein 
Dunnfilm aus dem Targe tmate rial abgeschieden. 

Anhand der Fig. 4 und 5 wird ein in der vorliegenden 
Ausfuhrungsform verwendetes planares Magnetron mit 
einer inneren und einer auBeren elektromagnetischen 
Spule erlautert, die je die Form eines rechteckigen Rin- 
ges haben. 

Fig. 4 zeigt einen Querschnitt eines planaren Magnet- 
rons, Fig. 5 den Schnitt V-V der Fig. 4. Das in Fig. 4 und 
5 gezeigte planare Magnetron enthalt eine erste, unter- 
halb eines mittlercn Bereichs der Targetplatte 7 ange- 
ordnete elektromagnetische Spule 14 in Form eines 
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rechteckigen Ringes. eine zweite, auBerhalb der ersten 
Spule 14 angeordnete elektromagnetische Spule 15, 
ebenfalls in Form eines rechteckigen Ringes, eine Ka- 
thode 16, einen Kuhlmitteikanal 17 fur zur fCGhlung der 
Targetplatte 7 dienendes Wasser, ein Rohr 18 fur Kuhl- 
wasser fur die erste Spule 14. ein Rohr 19 fur Kuhlwas- 
ser fur die zweite Spule 15. einen Mantel 20 zur Verhin- 
derung einer Entladung in einem Raum auBerhalb des 
raumlichen Bereichs auf der Targetplatte 7, einen 
Schirm 21 zur Verhinderung der Abscheidung von Ato- 
men und Teilchen des Targetmaterials auf der mneren 
Oberflache des Vakuumbehalters 1. einen Trager 22 fur 
den Vakuumbehalter 1 und eine Isolierbuchse 23. Die 
erste und zweite Spule 14 bzw. 15 sind durch ein Joch 24 
magnetisch miteinander verbunden. 

Zur Erhdhung der Lebensdauer der Targetplatte 7 
und zur VergleichmaBigung der Dicke des auf der Bahn 
3 abgeschiedenen Dunnfilms mussen die jeweihgen 
Strome der ersten und zweiten Spule wahrend des Auf- 
dampfprozesses beispielsweise auf folgende Weise ge- 
regelt werden. 

Ein Strom von 4 A wird durch die erste elektroma- 
gnetische Spule 14 in Form eines rechteckigen Ringes 
geschickt. die sich unterhalb eines mittleren Bereichs 
der Targetplatte 7 befindet. Durch die die erste Spule 14 
konzentrisch umgebende zweite elektromagnetische 
Spule 15 in Form eines rechteckigen Ringes wird entge- 
gen der Stromrichtung durch die erste Spule 14 ein 
Strom von ebenfalls 4 A geschickt. Der Strom durch die 
zweite Spule 15 wird zeitlich linear auf 0 abgesenkt und 
darauf zeitlich linear auf 4 A erhoht Diese Verringerung 
und Erhohung des Stromes wird wiederholt, womit sich 
die Ausdehnung und Kontraktion des auf dem Magnet- 
ron gebildeten Plasmaringes wiederholt. Somit wird der 
geatzte Bereich auf der Targetplatte 7 verglichen mit 
einem herkommlichen Verfahren flachenmaBig groBer, 
bei dem die GrdBe des Plasmaringes konstant gehalten 
wird. Ferner wird durch Zerstauben in der Oberflache 
der Targetplatte 7 nicht eine V-formige Nut, sondern 
eine flache gleichmaBige Nut gebildet. Dementspre- 
chend wird das Volumen des geatzten Bereiches der 
Targetplatte 7 und damit ihre Lebensdauer in starkem 
MaBe vergroBert Da ferner wahrend des Zerstau- 
bungsprozesses in der Oberflache der Targetplatte 7 
keine V-formige Nut entsteht, erhait der auf der Bahn 3 
abgeschiedene Dunnfiim eine gleichmaBige Dicke. 

LaBt man den Strom der zweiten Spule 15 in der 
gleichen Richtung flieBen wie den in der ersten Spule 14 
und variiert man ihn in einem Bereich von 0 bis 4 A, so 
variiert die GroBe des Plasmaringes in der oben be- 
schriebenen Weise, wo der Strom durch die zweite Spu- 
le entgegen der Stromrichtung der ersten Spule 14 
flieBt Die GroBe des Plasmaringes ist jedoch groBer, 
wenn beide Strome in der gleichen Richtung flieBen als 
wenn sie in einander entgegengesetzten Richtungen 

flieBen. , . . 

Statt den Strom durch die zweite Spule 15 nach emer 
dreieckformig verlaufenden ICurvenform auf- und abzu- 
steuern, kann er auch nach anderen Kurvenverlaufen 
geandert werden, beispielsweise sinus- oder trapezoid- 
formig. Ferner ist es vorteilhaft, den Strom einer elek- 
tromagnetischen Spule automatisch durch einen Mikro- 
rechner oder eine Folgesteuerung zu regeln, da eine 
solche automatische Steuerung zur dauernden Be- 
schichtung eines bandformigen Materials mtt einen 
Dunnfiim geeignet ist. Wird jedoch der Strom innerhalb 
eines engen Bereichs geandert, so laBt er sich auch von 
Hand steuern. 



Bei dem pianaren Magnetron der Fig. 4 und 5 ist die 
zweite Soule 15 auBerhalb der und konzentrisch zur 
ersten Spule 14 angeordnet. AuBerhalb der zweiten 
Spule 15 konnen mehrere weitere elektromagne ische 
5 Spulen angeordnet werden. die ebenfaUs j ewei Is die 
Form eines rechteckigen Ringes haben. Hierdurch laBt 
sich die GroBe des in Fig. 3 gezeigten Plasmaringes in 
einen weiteren Bereich verandera 

Wie erlautert lassen sich durch die Erfindung die 
!0 Nachteile des Standes der Technik vermeiden. dJv die 
Lebensdauer der Targetplatte 7 wird erhoht und die 
Dicke eines auf der Bahn 3 abgeschiedenen Dunnfilmes 

W lShMd]^6 und 7 wird eine weitere Ausfuhrungs- 
15 form einer erfindungsgemaBen Aufdampfvornchtung 
mit planarem Magnetron erlautert 

Fig. 6 zeigt den Schnitt eines in der obigen Ausfuh- 
rungsform verwendeten pianaren Magnetron. Fig. 7 
den Schnitt VII-V1I der Fig. 6. Bei der vorliegendcn 
to Ausfuhrungsform dienen zur Erzeugung eines ge- 
wunschten Magnetfeldes vier nebeneinander ^ngeord^ 
nete elektromagnetische Spulen 26, 27, 28, 29. Wie in 
Fig. 6 gezeigt, wird zwischen der Spule 27 sowie zwi- 
schen der Spule 28 und der Spule 29 eine tunnelformige 
25 Magnetfeldverteilung gebildet. Das bei der vorhegen 
den Ausfuhrungsform verwendete planare Magneton 
hat groBe Abmessungen, so daB ^! chz f e ;^ K e J^ 
Bereich des Materials mit einem Dunnfiim beschichtet 
werden kann. _ - A 7 . A 

30 Bei dem pianaren Magnetron der Fig. 6 und 7 sind 
vier Spulen 26 bis 29 nebeneinander angeordnet Ein 
Teil dieser Spulen kann durch einen Permanentmagne- 
ten ersetzt werden. . • u* 

Fig. 8 und 9 zeigen die Seiten- bzw. Vorderansicht 
35 einer weiteren Ausfuhrungsform der crfindungsgeina. 
Ben Aufdampfvorrichtung mit planarem Magnetron 
Die Ausfuhrungsform der Fig. 8 unc IS inlgaM 
sich von der der Fig. I bis 3 dadurch, daB senk^huu 
Bewegungsrichtung der Bahn 3 drei Kathoden 30, 31 
40 und 32 angeordnet sind. . „ flthn 

Zunachst sei angenommen, daB nur eine der Katho- 
den 30 bis 32 betrieben wird. Wenn em Magnetron der 
Fig. 4 verwendet und die jeweiligen Strome der ersten 
und zweiten Spule 14 bzw. 15 in geeigneter Weise ge- 
45 steuerT werden, kann der auf der Bahn 3 abgeschiedene 
Dunnfiim die in einer der Fig. 10A 10B und 10C gezeig- 
te Dickenverteilung in Richtung der Breite der Bahn 3 
haben. 1m einzelnen wird die ^^Y^S^^ 
Fig. 10A erzielt, wenn eine Kathode mit emer Breite 
so von 400 mm, einer Lange von 250 mm und einer Hone 
von 200 mm bei einem Abstand zwischen TargetpUue 7 
und Rollenanode 6 von 50 mm verwendet wird. Durch 
die Spulen 14 und 15 flieBen in entgegengeseteter Rich- 
tung Strome von jeweils 4 A. Fig. 10B zeigt die Dicken- 
55 verteilung bei einem Strom von 4 A durch die erste 
Spule 14 und einem in Gegenrichtung durch die zweite 
Spule 15 flieBenden Strom von 2 A. FigA(fz*& die 
Dickenverteilung bei einem Strom von 4 A durch die 
erste Spule 14 und einem in Gegenrichtung durch die 
eo zweite Spule 15 flieBenden Strom von 1 A. Wie oben 
envahnt P konnen durch Anderung des Maximalwertes 
und/oder der Richtung des durch die zweite Spule 15 
flieBenden Stromes unterschiedliche Dickenverteilun- 
gen erzielt werden. . 
65 Nach F.g.8 und 9 sind drei Kathoden 30 bis 32 ^ je- 
weils mit dem Aufbau der Anordnung nach Fig. 4. senk- 
recht zur Bewegungsrichtung der Bahn 3 neb^einan- 
der angeordnet. Wird der Strom der an jeder Kathode 
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befestigter. Spule so eingesteHt, daB die Dickenvertei- 
Iung dcr Fig. 10A durch jcdc Kathode erhalten wird, 
laBt sich ein Dunnfilm aus aufgedampftem Material aus 
drei Targetplatten 30a, 31a und 32a mit der zusammen- 
gesetzten oder uberlagerten Dickenverteilung gemaB 
Fig. 1 1 erzielea Ein nach einem herkdmmlichen Verfah- 
ren auf der Bahn 3 abgeschiedener Dunnfilm hat quer 
zur Breite der Bahn 3 eine konvexe Dickenverteilung, 
dh., eine maximale Dicke an der Mitte der Breite der 
Bahn 3 und an den beiden Randern der Bahn 3 eine 
Dicke mit einen Wert, der unterhaib eines vorbestimm- 
ten Wertes liegt Damit betrug die effektive Breite des 
Dunnfilms 270 mm, d.h. etwa V3 der Breite einer Katho- 
de von 400 mm. Bei Verwendung einer Kathode mit 
einer Breite von 1200 mm betragt die effektive Breite 
eines auf die Bahn aufgetragenen Dunnfilms etwa 800 
mm. 1st dagegen bei dem erfindungsgemaBen Aufbau 
die resultierende Breite der Kathoden 30 bis 32 gleich 
1200 mm, so wird gemaB Fig. 11 die effektive Breite 
eines abgeschiedenen Dunnfilms mehr als 1000 mm. Das 
heifit, die effektive Breite des Dunnfilms betragt 9 /io der 
resultierenden Breite der Kathoden 30 bis 32. Ferner 
kann erfindungsgemaB die Dickenverteilung einer der 
Fig. 10A, 10B und 10C mit der Dickenverteilung einer 
anderen dieser Fig. kombmiert werden, indem man den 
Strom in den Kathoden 30 bis 32 entsprechend steuert 
Hierbei kann ebenfalls die effektive Breite des abge- 
schiedenen Dunnfilms erhoht werden. 

Bei der voriiegenden Ausfuhrungsform werden die 
Strome in den Kathoden 30 bis 32 zeitlich so variiert, 
daB sich eine zusammengesetzte Dickenverteilung ge- 
maB Fig. 11 ergibt Daher wird der geatzte Bereich je- 
der der Targetplatten 30a, 31a und 32a nicht auf einen 
schmalen Bereich begrenzt, sondern auf eine breite Fla- 
che vergroBert Hierdurch wird die Lebensdauer der 
Targetplatte erhoht. 

Bei dem voriiegenden Ausfuhrungsbeispiel sind meh- 
rere Kathoden, die je eine tunnelformige Magnetfeld- 
verteilung erzeugen, senkrecht zur Bewegungsrichtung 
der Bahn 3 nebeneinander angeordnet. Die Strome in 
den Kathoden werden so gesteuert, daB die mit einer 
der Kathoden erzielte Dickenverteilung eines Dunn- 
films in gunstiger Weise nit der Dickenverteilung eines 
mit einer anderen Kathode erzeugten Dunnfilms kom- 
biniert wird. Daher kann die effektive Breite eines mit 
der voriiegenden Ausfuhrungsform der Aufdampfvor- 
richtung erzeugten-Diinnfilms gleich 9 Ao der resultie- 
renden Breite der Kathoden gemacht werden. Dagegen 
betragt nach dem herkdmmlichen Verfahren die effekti- 
ve Breite eines abgeschiedenen Dunnfilms etwa V3 der 
Breite einer Kathode. Damit kann mit Hilfe der erfin- 
dungsgemaBen Vorrichtung das Gesamtvolumen der 
Kathoden vermindert werden. Das heiBt, die Aufdampf- 
vorrichtung der hier beschriebenen Ausfuhrungsform 
kann mit kleinen Abmessungen ausgefuhrt werden. Fer- 
ner ist die Dicke eines mit Hilfe der voriiegenden Aus- 
fuhrungsform auf die Bahn 3 aufgebrachten Dunnfilmes 
gleichmaBig und lokale Atzungen in jeder Targetplatte 
konnen verhindert werden. Damit laBt sich die Lebens- 
dauer jeder Targetplatte erhdhen. 

Anhand der Fig. 12, 13, 14A und 14B wird eine weite- 
re Ausfuhrungsform der erfindungsgemaBen Aufdampf- 
vorrichtung mit planarem Magnetron erlautert. Fig. 12 
ist eine Seitenansicht eines Hauptteils der obigen Aus- 
fuhrungsform, Fig. 13 eine Vorderansicht des Haupt- 
teils, wobei zwei Kathoden 33 und 34 auf einer geraden 
Linie parallel zur Bewegungsrichtung des bandformigen 
Materials, d.h. der Drehrichtung der Rollenanode 6 in 
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Abstanden voneinander angeordnet sind. Die Fig. 14A 
und 14B zeigen die erzielte Dickenverteilung fur den 
Fall, daB der Abstand zwischen Rollenanode 6 und Tar- 
getplatte 33a oder 34a gleich 40 mm ist. Die anderen 
5 Bedingungen sind die gleichen wie die Bedingungen bei 
der Erzielung der Dickenverteilung der Fig. 10B. 
Fig. 14B zeigt die erzielte Dickenverteilung fur den Fall, 
daB zwischen Rollenanode 6 und Kathode 33 oder 34 
eine niedrige Spannung oder kurzzeitig eine normale 
to Spannung angelegt wird. 

Wenn ein Dunnfilm mit der Dickenverteilung der 
Fig. 14 A, der durch die Kathode 33 oder 34 gebildet 
wurde, auf einen Dunnfilm der Dickenverteilung der 
Fig. 14B, der durch die andere Kathode gebildet wurde, 
is aufgebracht wird, ist der resultierende Dunnfilm hin- 
sichtlich der GleichmaBigkeit der Dicke einen nach ei- 
nem herkdmmlichen Verfahren aufgebrachten Dunn- 
film hinsichtlich der GleichmaBigkeit uberlegen. Dar- 
iiber hinaus ist die effektive Breite des resultierenden 
20 Dunnfilms groBer als die eines nach dem herkdmmli- 
chen Verfahren hergestellten Dunnfilms. Die vorliegen- 
de Ausfuhrungsform der erfindungsgemaBen Auf- 
dampfvorrichtung zeitigt also den gleichen Effekt wie 
die Ausfuhrungsform der Fig. 1 bis 3. 
25 Ferner wird mittels der voriiegenden Ausfuhrungs- 
form der Aufdampfvorrichtung das von der Targetplat- 
te 33a und das von der Targetplatte 34a zerstaubte Ma- 
terial nacheinander auf einen Teil der Bahn 3 abgela- 
gert. Daher laBt sich die Zerstaubungszeit, die notwen- 
30 dig ist einen Dunnfilm vorbestimmter Dicke zu erzielen, 
verglichen mit einem herkdmmlichen Verfahren verkur- 
zen, bei dem nur eine Kathode verwendet wird. Damit 
verkurzt sich die ProzeBzeit 
Werden ferner der Vorgang zur Erzielung der Dik- 
35 kenverteilung der Fig. 14A und der Vorgang zur Erzie- 
lung der Dikkenverteilung der Fig. 14B abwechselnd 
und wiederholt fur jede der Kathoden 33 und 34 durch- 
gefiihrt, so vergroBert sich die geatzte Flache jeder der 
Targetplatten 33a und 34a, wodurch die Lebensdauer 
40 jeder Targetplatte weiter verlangert wird. 

Fig. 15 und 16 zeigen die Vorderansicht eines Haupt- 
teils einer weiteren Ausfuhrungsform einer erfindungs- 
gemaBen Aufdampfvorrichtung mit planarem Magne- 
tron bzw. eine schematische Darstellung der Anord- 
45 nung der Kathoden bei dieser Ausfuhrungsform. 

Hierbei sind die Kathoden 35 und 36 ebenso angeord- 
net wie in den Fig. 12 und 13. Eine Kathode 37 ist in 
einer Stellung angeordnet, die in der Mitte zwischen den 
Kathoden 35 und 36 liegt, jedoch senkrecht zur Bewe- 
50 gungsrichtung des bandformigen Materials 3 verscho- 
ben ist. Diese Ausfuhrungsform zeitigt den gleichen Ef- 
fekt wie die der Fig. 8 und 9. 
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